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(54)【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス表示装置のパターニング用マスクおよびその使用方法

(57)【要約】
【課題】  目的とする形状のパターンを良好に形成する
ことができる有機エレクトロルミネッセンス表示装置の
パターニング用マスクおよびその使用方法を提供する。
【解決手段】  パターニング用マスク１５はパターン孔
１５ａ、１５ｂの周縁エッジ部に沿って一側面側に折曲
形状に突出する環状の当接脚部１６ａ、１６ｂを備え
る。当接脚部１６ａ、１６ｂをバッファ層４上に載置し
て当接させた状態で、当接脚部１６ａ、１６ｂで囲まれ
たパターン孔１５ａ、１５ｂ内にパターン形成用溶液が
隅々にまで行き渡るように供給する。供給されたパター
ン形成用溶液が乾燥して固化するまで、当接脚部１６
ａ、１６ｂの前記当接状態を保持する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  発光パターン形成用のパターン孔が形成
された有機エレクトロルミネッセンス表示装置のパター
ニング用マスクにおいて、
前記パターン孔の周縁エッジ部に沿って一側面側に折曲
形状に突出する環状の基板側当接脚部が備えられてなる
ことを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス表示装
置のパターニング用マスク。
【請求項２】  前記マスクにおける前記基板側当接脚部
の突出側表面に高分子膜によるコーティング層が備えら
れてなることを特徴とする請求項１記載の有機エレクト
ロルミネッセンス表示装置のパターニング用マスク。
【請求項３】  請求項１または２記載のパターニング用
マスクの使用方法であって、前記基板側当接脚部を基板
側に当接させた状態で、基板側当接脚部で囲まれた凹部
内にパターン形成用溶液が隅々にまで行き渡るように供
給することを特徴とするパターニング用マスクの使用方
法。
【請求項４】  前記供給されたパターン形成用溶液が乾
燥して固化するまで、前記基板側当接脚部の前記当接状
態を保持することを特徴とする請求項３記載のパターニ
ング用マスクの使用方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、ディスプレイ等に
使用される有機エレクトロルミネッセンス表示装置を製
造する際に用いられる有機エレクトロルミネッセンス表
示装置のパターニング用マスクおよびその使用方法に関
するものである。
【０００２】
【従来の技術】一般に、有機エレクトロルミネッセンス
表示装置は、図５に示される如く、透光性を有する基
板、例えばガラス基板１上に、ＩＴＯ（インジウム－ス
ズ酸化物）等の透明電極層からなる陽極層２と、ポリイ
ミド等からなる絶縁膜層３と、高分子材料によるバッフ
ァ層４（ホール輸送層）と、有機発光材料を含有する発
光層５と、カルシウム（Ｃａ）、アルミニウム（Ａｌ）
等からなる陰極層６とが順次積層されたデバイス構造を
備え、陽極層２と陰極層６との両層間に対する電源７か
らの電圧印加により、所望のパターンで発光する構造と
されていた。
【０００３】例えば、セグメント表示による場合にあっ
ては、そのパターニングは陽極層２、絶縁膜層３、発光
層５、陰極層６のいずれか、あるいはそれらの複数をパ
ターニングすることにより行っていた。
【０００４】そして、それらの成膜手法としては、蒸
着、スパッタリング、スピンコート、印刷、スプレー、
ミスト等の各種方法が採用されており、スピンコート、
印刷、スプレー、ミスト等の溶液を用いた成膜法におい
ては、パターニングに際して溶液を積層させる場合に、
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パターンに対応する形状に開口形成されたパターン孔を
有するマスクを用いてパターニングする方法や、積層後
にフォトリソグラフィによりパターニングする方法が採
用されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、陽極層
２、バッファ層４、発光層５および陰極層６は０．１μ
ｍ程度の厚みであり、また絶縁膜層３も１μｍ程度の厚
みであり、フォトリソグラフィによる方法では、化学的
な処理を施すため、使用されるエッチング液によりガラ
ス基板１上が汚染される問題があると共に、特に薄くて
不安定な発光層５を構成する有機発光材料部分が損傷を
招くおそれもあった。
【０００６】これに対して、マスクを用いてパターニン
グする方法は、化学的な処理を施さないため上記問題が
生じず、より適していると考えられる。
【０００７】このマスクを用いたパターニングは、図６
に示される如く、ガラス基板１側上（あるいは下）に、
図例では、ガラス基板１上に順次積層されたバッファ層
４上に僅かの間隙Ｓを有して、所望のパターン孔１０
ａ、１０ｂが形成されたマスク１０を重合状とし、その
上（あるいは下）からパターン形成用材料としての発光
層５の溶液を供給して、バッファ層４上に付着させる方
法である。
【０００８】しかしながら、このマスクを用いたパター
ニング方法によれば、バッファ層４とマスク１０との相
互間に僅かの間隙Ｓを有しているため、供給される前記
溶液の間隙Ｓからのしみ出しを防ぐ目的から前記溶液を
充分に供給することができず、図６に示される如く、マ
スク１０のパターン孔１０ａ、１０ｂの幅よりも内側、
即ち小さいパターン１１が形成されるという欠点があっ
た。
【０００９】しかも、形成されたパターン１１のエッジ
部は丸みをおびた形状であり、有効な発光パターン部分
はより小さく（狭く）なり、また、隣接するパターン１
１相互間の間隔をつめて形成することが困難であった。
【００１０】さらに、このパターニング方法にあって
は、マスク１０の加工精度（数十～数百μｍ）、マスク
１０の厚み（厚さ０．０４ｍｍ以上）、マスク１０とガ
ラス基板１側との間隙Ｓ（０．１ｍｍ以上）も形成され
るパターン１１を小さくする要因であった。
【００１１】一方、マスク１０をバッファ層４上に接触
状態で重合させれば、相互間の接触によりバッファ層４
に思いも寄らぬ傷が付くおそれがあると共に、マスク１
０とバッファ層４との相互間に形成された微小隙間を伝
って供給される前記溶液が不用意にしみ込み、パターン
孔１０ａ、１０ｂと異なるパターン１１になるおそれも
あった。
【００１２】そこで、本発明は上記課題に鑑み、目的と
する形状のパターンを良好に形成することができる有機
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エレクトロルミネッセンス表示装置のパターニング用マ
スクおよびその使用方法を提供することにある。
【００１３】
【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めのパターニング用マスクの技術的手段は、発光パター
ン形成用のパターン孔が形成された有機エレクトロルミ
ネッセンス表示装置のパターニング用マスクにおいて、
前記パターン孔の周縁エッジ部に沿って一側面側に折曲
形状に突出する環状の基板側当接脚部が備えられてなる
点にある。
【００１４】また、前記マスクにおける前記基板側当接
脚部の突出側表面に高分子膜によるコーティング層が備
えられてなる構造としてもよい。
【００１５】そして、その使用方法は、前記基板側当接
脚部を基板側に当接させた状態で、基板側当接脚部で囲
まれた凹部内にパターン形成用溶液が隅々にまで行き渡
るように供給すればよい。
【００１６】さらに、前記供給されたパターン形成用溶
液が乾燥して固化するまで、前記基板側当接脚部の前記
当接状態を保持すればよい。
【００１７】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図面に
基づいて説明する。なお、上記従来構造と同様構成部分
は同一符号を付し、その説明を省略する。
【００１８】図１は発光パターン形成用の所望のパター
ン孔１５ａ、１５ｂが形成されたパターニング用マスク
１５を示しており、その各パターン孔１５ａ、１５ｂの
周縁エッジ部に沿って一側面側、図例では下面側に略９
０度の折曲形状に適宜長さ突出する環状の基板側当接脚
部１６ａ、１６ｂがそれぞれ一体に備えられた構造とさ
れている。
【００１９】そして、このマスク１５を用いてパターニ
ングを行う場合には、前述同様、ガラス基板１側のバッ
ファ層４上に載置状に重合させる。
【００２０】この際、図２に示される如く、マスク１５
が直接載置される部分がバッファ層４のように柔らかく
薄い場合には、当接脚部１６ａ、１６ｂがめり込み穴を
開けることになり、その下層の絶縁膜層３により絶縁状
態を保つ必要があるため、マスク１５の重量は絶縁膜層
３に穴を開けないような重量に適宜、設計する必要があ
る。また、各当接脚部１６ａ、１６ｂの形状も幅広、角
部に丸みをもたせる等、傷が付き難い構造とすることが
好ましい。
【００２１】そして、この重合状態にあっては、各当接
脚部１６ａ、１６ｂはバッファ層４側に密着あるいはめ
り込み状に当接しており、その他のマスク１５下面側と
バッファ層４との相互間には、僅かの間隙Ｔを有した載
置状態とされている。
【００２２】次に、このマスク１５の載置状態で、図３
に示される如く、各当接脚部１６ａ、１６ｂで囲まれた
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凹部内、即ち各パターン孔１５ａ、１５ｂ内に、パター
ン形成用材料としての発光層５の溶液を供給してバッフ
ァ層４上に付着させる。
【００２３】そして、この溶液の供給は各当接脚部１６
ａ、１６ｂの隅々にまで行き渡るように充分に（マスク
１５の高さを超えない範囲で）供給する。
【００２４】各当接脚部１６ａ、１６ｂで囲まれた凹部
内に供給された溶液が隅々にまで行き渡った後、その溶
液が動いてパターンが崩れないように、そのままの状態
で加熱等により溶液が乾燥して固化するまでマスク１５
の各当接脚部１６ａ、１６ｂの当接状態を保持する。
【００２５】溶液の乾燥固化後、マスク１５をガラス基
板１側より取り外せば、図４に示される如く、所望のパ
ターン１７を有する発光層５が形成される。
【００２６】以上のように、本実施形態によれば、マス
ク１５の各当接脚部１６ａ、１６ｂがガラス基板１側上
に当接して接触しているため、特に柔らかいバッファ層
４上にあってはめり込み状に当接しているため、各当接
脚部１６ａ、１６ｂで囲まれた各パターン孔１５ａ、１
５ｂ内に、前記溶液を隅々にまで行き渡るまで充分に供
給するにもかかわらす、各パターン孔１５ａ、１５ｂ外
にしみ出すおそれがない。
【００２７】そして、供給された溶液が乾燥して固化す
るまで、マスク１５の各当接脚部１６ａ、１６ｂとバッ
ファ層４側との当接状態が保持され、溶液の固化後にマ
スク１５を取り外す方法であり、各パターン孔１５ａ、
１５ｂ内に供給された溶液は各パターン孔１５ａ、１５
ｂおよび各当接脚部１６ａ、１６ｂ内壁面に接した状態
で固まるため、形成されたパターン１７のエッジ部での
丸み発生も有効に防止できる。
【００２８】ここに、マスク１５の各パターン孔１５
ａ、１５ｂ通りの目的とする形状のパターン１７を良好
に実現できる。
【００２９】また、各当接脚部１６ａ、１６ｂによっ
て、バッファ層４上面とマスク１５下面とは間隙Ｔが確
保されているため、不用意な部分での相互接触による傷
付きも有効に防止できる。
【００３０】なお、上記実施形態において、発光層５に
よりパターン１７を形成する場合を示しているが、その
他の陽極層２、絶縁膜層３、陰極層６等でパターン１７
を形成する場合も同様に行えばよい。
【００３１】また、ガラス基板１側にマスク１５を上方
から載置状に当接させる方式を示しているが、マスク１
５を下側等から当接させる方式としてもよい。
【００３２】さらに、当接脚部１６ａ、１６ｂ以外のマ
スク１５下面とバッファ層４上面との相互間に間隙Ｔを
有する構造を示しているが、マスク１５における当接脚
部１６ａ、１６ｂの突出側表面にポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）、ポリエチレン（ＰＥ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶ
Ｃ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリウレタン（ＰＵ
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Ｒ）、ポリアミド（ＰＡ）、ＡＢＳ樹脂等の高分子膜に
よるコーティング層を備える構造としてもよい。この場
合、マスク１５下面とバッファ層４上面とが間隙Ｔ無く
接した構造であっても、コーティング層によって傷付き
による損傷が有効に防止できる。
【００３３】
【発明の効果】以上のように、本発明の有機エレクトロ
ルミネッセンス表示装置のパターニング用マスクによれ
ば、パターン孔の周縁エッジ部に沿って一側面側に折曲
形状に突出する環状の基板側当接脚部が備えられてなる
ものであり、そのマスクの使用方法によれば、基板側当
接脚部を基板側に当接させた状態で、基板側当接脚部で
囲まれた凹部内にパターン形成用溶液が隅々にまで行き
渡るように供給する方法であり、さらには、供給された
パターン形成用溶液が乾燥して固化するまで、基板側当
接脚部の当接状態を保持する方法であり、マスクのパタ
ーン孔通りの目的とする形状のパターンを良好に形成す
ることができるという利点がある。
【００３４】また、マスクにおける基板側当接脚部の突
出側表面に高分子膜によるコーティング層が備えられて
なる構造とすれば、当接脚部が当接される基板側表面の*
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*不用意な傷付きも有効に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態におけるマスク使用方法説明
図である。
【図２】同使用方法説明図である。
【図３】同使用方法説明図である。
【図４】同使用方法説明図である。
【図５】有機エレクトロルミネッセンス表示装置の断面
図である。
【図６】従来のマスク使用方法説明図である。
【符号の説明】
１  ガラス基板
２  陽極層
３  絶縁膜層
４  バッファ層
５  発光層
６  陰極層
１５  マスク
１５ａ、１５ｂ  パターン孔
１６ａ、１６ｂ  当接脚部
１７  パターン

【図１】 【図２】 【図３】

【図４】 【図５】
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摘要(译)

解决的问题：提供一种用于有机电致发光显示装置的图案掩模，其能够
良好地形成具有期望形状的图案，以及使用该图案掩模的方法。 构图掩
模15包括环形接触腿16a和16b，其沿着构图孔15a和15b的外围边缘部分
以弯曲的形状朝向一个侧面突出。 在将接触脚16a，16b放置在缓冲层4
上并且彼此接触的状态下，图案形成溶液在由接触脚16a，16b围绕的图
案孔15a，15b中到处都是。 供应量达到。 保持接触脚16a和16b的接触
状态，直到所提供的图案形成溶液干燥并固化为止。
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